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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ４５２６：２００４《金属覆盖层　工程用镍电镀层》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ４５２６：２００４翻译起草。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———删除国际标准的前言，增加了我国标准前言；

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———引用了与国际标准相对应的国家标准。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２３３２—１９９０《金属覆盖层　工程用镍电镀层》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２３３２—１９９０相比主要变化如下：

———增加了引言；

———增加了标识部分；

———删除了工程用镍电镀层的特性、用途及应用实例；

———修改了瓦特镍和氨基磺酸镍槽液中电镀层的力学性能；

———增加了热水孔隙率试验、改进型孔隙率试剂试验；

———增加了不同用途的附加资料。

本标准的附录Ｃ、附录Ｄ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｅ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５７）归口。

本标准起草单位：武汉材料保护研究所、广州市达志化工科技有限公司、浙江新丰控股有限公司、

杭州天堂伞业集团有限公司。

本标准主要起草人：张德忠、毛祖国、蔡志华、郑秀林、郑秀海、王奇伟、何杰、贾建新。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２３３２—１９９０。
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引　　言

　　工程用镍电镀层具有多方面的应用，如提高硬度、耐磨性、耐蚀性、承载性能、抗热氧化性、抗腐蚀疲

劳性能及其他表面性能的改进。电镀镍也在工程中用于修复磨损的或超差的机加工件以及与其他金属

覆盖层组合为扩散阻挡层。工程用镍电镀层一般含镍高于９９％，其通常采用不加添加剂的瓦特镍或氨

基磺酸镍槽液进行电镀。附录Ａ给出了典型槽液的组成、操作条件及镀层的力学性能。

要求提高硬度、增强耐磨性、改善电沉积内应力及增强整平性能时，可以向溶液中加入如碳化硅、碳

化钨、氧化铝、碳化铬的微粒及其他物质。当镀层最终使用温度为低温或中温时，可添加含硫有机添加

剂来提高硬度和降低残余内应力。含硫镍电镀层在高温下暴露会导致镀层变脆和开裂，其影响与温度

有关。热处理时间足够长时，１５０℃下这种影响可能很明显。

一个显著的趋势是工程用镍合金电镀工艺的应用逐渐增多，这包括镍与钴、铁、锰、钼、磷、钨组成的

二元合金。
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金属覆盖层　工程用镍电镀层

１　范围

本标准规定了黑色和有色金属上的工程用镍和镍合金电镀层的要求。

本标准不适用于镍为小组分的二元镍合金电镀层。

标识提供了一种表示工程用镍及镍合金电镀层的类型和厚度的方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３１３８　金属镀覆和化学处理与有关过程术语（ＧＢ／Ｔ３１３８—１９９５，ｎｅｑＩＳＯ２０７９：１９８１）

ＧＢ／Ｔ４９５５　金属覆盖层　覆盖层厚度测量　阳极溶解库仑法（ＧＢ／Ｔ４９５５—２００５，ＩＳＯ２１７７：

２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２７０　金属基体上的金属覆盖层　电沉积和化学沉积层　附着力强度试验方法评述

（ＧＢ／Ｔ５２７０—２００５，ＩＳＯ２８１９：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４６１　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２，ＩＳＯ１０２８９：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４６２　金属和氧化物覆盖层　厚度测量　显微镜法（ＧＢ／Ｔ６４６２—２００５，ＩＳＯ１４６３：２００３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６４６３　金属和其他无机覆盖层厚度测量方法评述（ＧＢ／Ｔ６４６３—２００５，ＩＳＯ３８８２：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９７９０　金属覆盖层及其他有关覆盖层　维氏和努氏显微硬度试验（ＧＢ／Ｔ９７９０—１９８８，

ｎｅｑＩＳＯ４５１６：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１２３３４　金属和其他非有机覆盖层　关于厚度测量的定义和一般规则（ＧＢ／Ｔ１２３３４—２００１，

ＩＳＯ２０６４：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２６０９　电沉积金属覆盖层和相关精饰 　计数检验抽样程序（ＧＢ／Ｔ１２６０９—２００５，

ＩＳＯ４５１９：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３７４４　磁性和非磁性基体上的镍电镀层厚度的测量（ＧＢ／Ｔ１３７４４—１９９２，ｉｄｔＩＳＯ２３６１：

１９８２）

ＧＢ／Ｔ１５８２１　金属覆盖层　延展性测量方法（ＧＢ／Ｔ１５８２１—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ８４０１：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１６９２１　金属覆盖层　覆盖层厚度测量　Ｘ射线光谱法（ＧＢ／Ｔ１６９２１—２００５，ＩＳＯ３４９７：

２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９３４９　金属和其他无机覆盖层　为减少氢脆危险的钢铁预处理（ＧＢ／Ｔ１９３４９—２００３，

ＩＳＯ９５８７：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９３５０　金属和其他无机覆盖层　为减少氢脆危险的涂覆后钢铁的处理（ＧＢ／Ｔ１９３５０—

２００３，ＩＳＯ９５８８：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２００１５　金属和其他无机覆盖层　电镀镍、自催化镀镍、电镀铬及最后精饰　自动控制喷丸

硬化前处理（ＧＢ／Ｔ２００１５—２００５，ＩＳＯ１２６８６：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２００１８　金属和非金属覆盖层　覆盖层厚度测量　β射线背散射法（ＧＢ／Ｔ２００１８—２００５，

ＩＳＯ３５４３：２０００，ＩＤＴ）
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